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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年10月21日(2010.10.21)

【公表番号】特表2010-517095(P2010-517095A)
【公表日】平成22年5月20日(2010.5.20)
【年通号数】公開・登録公報2010-020
【出願番号】特願2009-547336(P2009-547336)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｆ   1/355    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｆ   1/355   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年9月3日(2010.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの透明電極層及びフォトリフラクティブ材料を含むフォトリフラクティ
ブ装置の性能を向上させる方法であって、前記透明電極層と前記フォトリフラクティブ材
料との間に一つ以上のポリマー層を配置させることを含む、方法。
【請求項２】
　前記一つ以上のポリマー層の総厚みが約２μｍ～約４０μｍである、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記一つ以上のポリマー層の総厚みが約２μｍ～約３０μｍである、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記一つ以上のポリマー層を組み込んだ後、約５３２ｎｍのレーザー光を用いて測定し
た前記フォトリフラクティブ装置のピーク回折効率のバイアスは、ポリマー層を配置させ
ずに少なくとも一つの透明電極層及びフォトリフラクティブ材料を含むフォトリフラクテ
ィブ装置に比べて減少する、請求項１～３のいずれか１項の方法。
【請求項５】
　前記装置は、
　前記フォトリフラクティブ材料の両側の近傍に配置される第１の電極層及び第２の電極
層、
　前記第１の電極層と前記フォトリフラクティブ材料との間に配置される第１のポリマー
層、並びに
　前記第２の電極層と前記フォトリフラクティブ材料との間に配置される第２のポリマー
層を備える、請求項１～４のいずれか１項の方法。
【請求項６】
　前記一つ以上のポリマー層は、ポリメタクリル酸メチル、ポリイミド、非晶質ポリカー
ボネート、シロキサンゾル－ゲル、及びそれらの組み合わせからなる群から選択される物
質から形成される、請求項１～５のいずれか１項の方法。
【請求項７】
　前記一つ以上のポリマー層は、約２～約１５の比誘電率を有する、請求項１～６のいず
れか１項の方法。
【請求項８】
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　前記一つ以上のポリマー層の屈折率は約１．５～約１．７の範囲である、請求項１～７
のいずれか１項の方法。
【請求項９】
　前記電極は、金属酸化物、金属、及び有機膜であって光学密度が約０．２未満であるも
のからなる群から独立して選択される導電膜からなる、請求項１～８のいずれか１項の方
法。
【請求項１０】
　前記フォトリフラクティブ材料は、フォトリフラクティブ性を示しかつ約１．７の屈折
率を有する有機ポリマー又は無機ポリマーからなる、請求項１～９のいずれか１項の方法
。
【請求項１１】
　フォトリフラクティブ材料、
　第１の電極層及び第２の電極層、並びに
　前記第１の電極層と前記フォトリフラクティブ材料との間に配置される少なくとも一つ
のポリマー層を備える、回折格子効率が向上されたフォトリフラクティブ装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つのポリマー層の総厚みは約２μｍ～約４０μｍである、請求項１１
の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つのポリマー層の総厚みは約２μｍ～約３０μｍである、請求項１１
の装置。
【請求項１４】
　第１のポリマー層及び第２のポリマー層を備え、
　前記第１の電極層及び前記第２の電極層は、前記フォトリフラクティブ材料の両側の近
傍に配置されており、
　前記第１のポリマー層は、前記第１の電極層と前記フォトリフラクティブ材料との間に
配置されており、かつ
　前記第２のポリマー層は、前記第２の電極層と前記フォトリフラクティブ材料との間に
配置されている、請求項１１～１３のいずれか１項の装置。
【請求項１５】
　約５３２ｎｍのレーザー光により測定したとき、前記ポリマー層を含む前記フォトリフ
ラクティブ装置のピーク回折効率のバイアスは、ポリマー層を含まないフォトリフラクテ
ィブ装置に比べて、減少している、請求項１１～１４のいずれか１項の装置。
【請求項１６】
　約５３２ｎｍのレーザー光により測定したとき、前記フォトリフラクティブ装置の回折
格子持続性は１分以上である、請求項１１～１５のいずれか１項の装置。
【請求項１７】
　約５３２ｎｍのレーザー光により測定したとき、前記フォトリフラクティブ装置の回折
格子持続性は１時間以上である、請求項１１～１６のいずれか１項の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも一つのポリマー層は、ポリメタクリル酸メチル、ポリイミド、非晶質ポ
リカーボネート、シロキサンゾル－ゲル、及びそれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる物質から形成されている、請求項１１～１７のいずれか１項の装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも一つのポリマー層は約２～約１５の比誘電率を有する、請求項１１～１
８のいずれか１項の装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも一つのポリマー層の屈折率は約１．５～約１．７である、請求項１１～
１９のいずれか１項の装置。
【請求項２１】
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　前記第１の電極層の前記ポリマー層とは反対側に取り付けられた基材をさらに備え、該
基材は、ソーダ石灰ガラス、シリカガラス、ホウケイ酸ガラス、窒化ガリウム、ヒ化ガリ
ウム、サファイア、石英ガラス、ポリエチレンテレフタレート、及びポリカーボネートの
少なくとも一つからなる、請求項１１～２０のいずれか１項の装置。
【請求項２２】
　前記基材は約１．５未満の屈折率を有する材料からなる、請求項２１の装置。
【請求項２３】
　前記第１の電極層及び／又は第２の電極層は、金属酸化物、金属、及び有機膜であって
光学密度が約０．２未満であるものからなる群からそれぞれ独立して選択される導電膜か
らなる、請求項１１～２２のいずれか１項の装置。
【請求項２４】
　前記フォトリフラクティブ材料は、フォトリフラクティブ性を示しかつ約１．７の屈折
率を有する有機ポリマー又は無機ポリマーからなる、請求項１１～２３のいずれか１項の
装置。 
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